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‘Vyndlez sa tyka leptadla, ktoré chemicky
vyleptd r8zne tvary z plechov zliatiny Ze~- .
leza, niklu a kobaltu,

. Privodové pdsy pre potreby mikroelektro-
niky sa vystrihujd z plechov,zliatiny Zele~
za, niklu a kobaltu zloZitym ndstrojom., Boli
vyvinyté leptacie stroje na vyleptdvanie
roztokom chloridu Zelezitého. Roztok strieka
pod tlakom na povrch kovu, maskovaného fo-
tocitlivym lakom, Nechrdnené miesta sa vy-
leptdvaji. .Obidva spdsoby vyroby privodovych
pdsov st vhodné pre velké série. Pre malé
série alebo odskiiZanie nédvrhu tvaru je néd-
stroj, alebo leptaci stroj ndkladny. Roztok
chloridu Zelezitého bez leptacieho stroja

sa nedd poufit. Iné leptadld zliatiny Ze-

" leza, niklu a kobaltu napddajd fotocitli-

vé laky.

Vy33ie uvedené nedostatky rie3i leptadlo
podla vyndlezu, ktorého podstata je, Ze
obsahuje 75 a%¥ 90 percent molovych vody,
0,2 a¥ 2 percentd molové kyseliny §tavelovej
krybtalickej, 5 a% 12 percent molovych ky=
seliny octovej, 0,4 a% 0,6 percent molovych
kyseliny dusilnmej, 0,3 aZ 1,5 percent molo-
vych persiranu amonneho, 0,3 a%¥ 0,8 percent
molovych chloridu sodného a 3 aZ 6 7 per-
cent molovych peroxidu vodika.

Leptadlo podla vyndlezu leptd chemicky,
bez strojného zariadenia, nepo3kodzuje vo-
dostdle fotocitlivé laky, méd velkd lepta-
ciu rychlost, dber je 30 am/min. Je vhodné
na vyleptévanle tvarov v malych sériach
a aj pre vyrobné série v SpOJltDStl so za-
riadenim,

Optimdlne zloZenie leptadla podla vyné-
lezu na vyleptdvanie privodovyjch pdsov
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z kovaru je:
2000 ml Hy0

100 g Nacl .

200 g /NH4/2 S,70g

100 g CzH204 . 2 HQ0-
1300 ml CH3COOH 99 %

500 ml Hy50, 20 7

500 ml HNO3 32,75 7
1000 ml HpO02 30 7
alebo
2000 ml Ho0

100 g NaCl

350 g INHg /2 Szﬁg

80 g CgH204 . 2 H20
1300 ml CH3COOH 99 7

500 ml H2S04 20 7

400 ml HNO3 32,7 %
<1200 ml H209 30 2

Na maskovanie sa mdZe pouZit fotocitlivy
lak negativny SCR 3.1, SC 3.2, SCR 3.3,
alebo pozitivny SCR 5. d1e1 rozmerov
masky a vyleptaného tvaru'Je tym viddsi, 61m
je hrubsi plech, &im je hpr¥ia prilnavost
laku, &im je vd&Sia koncehtrdcia neistdt
v leptadle a &im je vy&Sia teplota lepta-
dla a vyleptanédho miesta. Teplota leptadla
md byt 10 a% 25 °C. Nepriaznivé zvy3ovanie
teploty, ako d8sledok exotermickych chemic-

"kych reakcii leptania sa dd obmedzit me-

chanickym pohybom /napr. vibradnym/ lepta-.
ného predmetu a chladenim leptadla, ako
cirkuldciou leptadla a pod.
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Leptadlo . na chemické leptanle zllatlny
zeleza, niklu a kobaltu vyznaéuguce sa tym,
Ze obsahuge 75 a%
0,2 aZ 2 percentd molové kyseliny Ztavelo-

‘vej krydtalickej, 5 a% 12 percent molovych
kyseliny octovej, 0,4 a% 0,6 percent molo—
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90 percent molovych vody,

vych kyseliny sirovej, 0,8 a% 1,4 percent
mélovych kyseliny dUSLEHEJ, 0,3 aZ 1,5 per-
cent molovych persiranu amonneho, 0,3 a%
0,8 percent molovych chloridu sodného

a 3 a% 6,7 percent molovych peroxldu vodi-
ka.
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